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КУРС  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ДОКТОРАНТИ

ЛАЗЕРНО ОТЛАГАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ
ЛЕКТОР: проф. дфн Петър Асенов Атанасов
(АНОТАЦИЯ)

В курса са разгледани основните проблеми и принципите на импулсното лазерно отлагане на различни слоеве – оптични, магнитни, високотемпературни свръхпроводящи. Представят се и се дискутират най-основните и важни особености на метода. Посочени са и характерните трудности и недостатаци, както и методите за отстраняването им. Дискутират се и конкретни примери при отлагане на слоеве от LiNbO3, Y2O3 и KGd(WO4)2.
П  Р  О  Г  Р  А  М  А

1. 
Оптичните свойства на веществата – 2 часа.
2. Особености на лазерната аблация – 2 часа.

3. Вакуумни системи и елементи, използвани при отлагане на тънки слоеве – 1 час.

4. Отгряване на слоевете – 1 час.

5. Методи за получаване на тънки слоеве. Импулсно лазерно отлагане. Най-често използвани видове лазери – 2 часа.

6. Структура на тънките слоеве и методи за изследване на структурата, морфологията, стехиометрията и други свойства на тънките слоеве – 3 часа.

7. Параметри, влияещи върху характеристиките на тънките слоеве в процеса на насяне с конкретни примери – 5 часа.
8. Активни и пасивни оптични слоеве – 2 часа.

К  О  Н  С  П  Е  К  Т

по “ЛАЗЕРНО ОТЛАГАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ”
1. Оптичните свойства на веществата. Макроскопични свойства на материалите. Метали и неметали.
2. Аблационен процес в метали, полупроводници и диелектрици. Особености при аблация със свръхкъси импулси. In-situ и ex-situ методи за лазерно отлагане на слоеве.

3. Вакуумни системи и елементи, използвани при отлагане на тънки слоеве.

4. Лазерно получаване на микроструктури. Отгряване на слоевете.

5. Механизми при образуване на зародиши и израстване на тънките слоеве.

6. Методи за получаване на тънки слоеве. Импулсно лазерно отлагане. Най-често използвани видове лазери.

7. Структура на тънките слоеве. Методи за изследване на структурата, морфологията, стехиометрията и други свойства на тънките слоеве.

8. Механични и оптични свойства на оптичните тънки слоеве. Методи за измерване на тези специфични характеристики.

9. Параметри, влияещи върху характеристиките на тънките слоеве в процеса на насяне – температура на подложката, разтояние мишена-подложка, налягане на газовете, скорост на отлагане и т.н. Изисквания за съответствие между свойствата на подложките и тези на слоевете.

10. Методи за анализ на тънки слоеве – Ръдерфордово обратно разсейване, рентгено-структорен анализ, атомно-силова микроскопия.

11. Специфични изисквания и характеризиране на активни и пасивни оптични слоеве.
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